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产品名称 NR9 3000PY光刻胶公司 赛米莱德

公司名称 北京赛米莱德贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼
2层208

联系电话 15201255285 15201255285

产品详情

下游发展趋势

光刻胶的质量和性能是影响集成电路性能、成品率及可靠性的关键因素。光刻工艺的成本约为整个芯片
制造工艺的35%，NR9 3000PY光刻胶公司，并且耗费时间约占整个芯片工艺的40%到50%。光刻胶材料约
占IC制造材料总成本的4%，市场巨大。因此光刻胶是半导体集成电路制造的核心材料。2016年半导体用
光刻胶及配套材料市场分别达到14.5亿美元和19.1亿美元，分别较2015年同比增长9.0%和8.0%。预计2017
和2018年半导体用光刻胶市场将分别达到15.3亿美元和15.7亿美元。随着12寸先进技术节点生产线的兴建
和多次曝光工艺的大量应用，193nm及其它先进光刻胶的需求量将快速增加

光刻胶：用化学反应进行图像转移的媒介

光刻胶具有光化学敏感性，其经过曝光、显影、刻蚀等工艺，NR9
3000PY光刻胶报价，可以将设计好的微细图形从掩膜版转移到待加工基片。

光刻胶和集成电路制造产业链的前端的即为光刻胶化学品，生产而得的不同类型的光刻胶被应用于消费
电子、家用电器、信息通讯、汽车电子、航空航天等在内的各个下游终端领域，NR9
3000PY光刻胶多少钱，需求较为分散。

光刻胶基于应用领域不同一般可以分为半导体集成电路（IC）光刻胶、
PCB光刻胶以及LCD光刻胶三个大类。其中， PCB光刻胶占市场24.5%，NR9
3000PY光刻胶，半导体IC光刻胶占市场24.1%，LCD光刻胶占市场26.6%。



市场上，光刻胶产品依据不同标准，可以进行分类。依照化学反应和显影原理分类，光刻胶可以分为正
性光刻胶和负性光刻胶。使用正性光刻胶工艺，形成的图形与掩膜版相同；使用负性光刻胶工艺，形成
的图形与掩膜版相反。

按照感光树脂的化学结构分类，光刻胶可以分为①光聚合型，采用烯类单体，在光作用下生成自由基，
进一步引发单体聚合，后生成聚合物，具有形成正像的特点；②光分解型，采用含有叠氮醌类化合物的
材料，其经光照后，发生光分解反应，可以制成正性胶；③光交联型，采用聚乙烯醇月桂酸酯等作为光
敏材料，在光的作用下，形成一种不溶性的网状结构，而起到抗蚀作用，可以制成负性光刻胶。

按照曝光波长分类，光刻胶可分为紫外光刻胶（300~450nm）、深紫外光刻胶（160~280nm）、极紫外光
刻胶（EUV，13.5nm）、电子束光刻胶、离子束光刻胶、X射线光刻胶等。不同曝光波长的光刻胶，其
适用的光刻极限分辨率不同，通常来说，在使用工艺方法一致的情况下，波长越小，加工分辨率越佳。

NR9 3000PY光刻胶公司-赛米莱德(推荐商家)由 北京赛米莱德贸易有限公司提供。
北京赛米莱德贸易有限公司是北京 大兴区 ,工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛米莱德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
赛米莱德更加美好的未来。
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